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Patentansprtlche 

Jj2 Verfahren zur Ausbildung von Bildern f dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl 

(1) blldweise ein photographisches, aus elnem TrSger, elner 
Bildausbildungsschicht auf dem Trfiger und elner Silber- 
halogenldesralsionsschlcht auf der Bildausbildungsschicht 
bestehendes Material bellchtet vlrd f 

(2) das bellchtete Material unter Blldung elnes Silberbildes 
entvlckelt vlrd, 

(3) der Blldberelch der Emulsionsschicht durch JLtzbleichung 
unter Frellegung der darunter bef lndllcben Bildaus- 
bildungsschicht entfernt vlrd und 

(ft) der freigelegte Bereich der Bildausbildungsschicht unter 
Anvendung elner GasplasmaMtzung entfernt vlrd. 

2 . Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl 
das photographische Material veiterhin eine hydrophile Grun* • 
dlerschicht zvischen der Bildausbildungsschicht und der Silber- 
balogenid emulsionsschicht enthfilt, 

3* Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dafl 
die Grundierschicht eine Stfirke von etva 0,01 bis etwa 
1 yum besitzt* 

4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
dafl als Trfiger des photographlschen Materials Glas, Quarz, 
Saphir, Kunststof folien, Keramiken, Ketalle, Halbmetalle 
Oder Emallgut verwendet warden. 
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5. V.rfahren nach Anspruch 1 bis ft. dadurch gekennzeichnet. 
d.B .1. Blldausbildungsschicht des photographischen Materials 
el ne Scbicht aua M.taU, Metalloxid, eine. Halbmetall Oder 
elner Kombinatlon Oder Gemischen hiervon verwendet vlrd. 

6. V.rfabren nach Anspruch 5. dadurch gekennzeichnet. 

d.0 .1. Blldausbildungsschicht eine Schlcht .us Chron oder 
Silicium verwendet wird* 

7. Verfahren nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet. 
daB eine Starke der Bildausbildungsschicht von etva 0,01 
bis etwa 10/um angevandt wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 1 Ms 7. dadurch gekennzeichnet. 
d.B SilberbalogenidkBrner in der Silb.rh.l.genld.oulslons- 
.ehicht nit einer durchschnlttlichen KorngrBBe von etva 
0,1 yum Oder veniger engevandt werden. 

9. Verfahren nach An.pruch 1 bis 8. dadurch gekennzeichnet 
d.B .in. Silb.rhalogenidenulalonsschlcht d.s photogrsphischen 
Slt.ri.Xs -it .iner Stark, von etv. 0.1 bis etv. 1 0/ u- eng.- 
vandt wird* 

10. MAr. nach Anspruch 1 bis 9. dadurch gek.»»z.ieh».t. 
d.B .1. Blldausbildungsschicht eine Scbicht .»«, Chro. odar 
Chronoxid angevandt vlrd Oder .is Plasna T.trachlorkohr~- 
rtoff Oder .in Genisch von T.trachlorkohlenstoff und Luft 
angewandt wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 1 bis 9. dadurch gekennzeichnet, 
d.B eine Blldausbildungsschicht sus Sllleium. Germaniun 
Oder .men Genisch von Slliciun und Gernaniun angevandt wird 
und als Pl.sn.gas .in Fluorkohlenstoffgas angevandt wird. 
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12* Verfahren nach Anspruch 1 bis 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB nach der Stufe 4 zus&tzllch elne Entfernung 
der verbliebenen Emulsionsschicht angeschlossen vird. 

13* Verfahren nach Anspruch 12 9 dadurch gekennzeichnetf 
daB die Entfernung durch elne GasplasmaMtzung unter Anven- 
dung von Sauerstoff oder Luft durchgeftihrt wird; 

14. Verfahren zur Ausbildung von Bildern, dadurch gekenn- 
zeichnet 9 daB 

(1) blldwelse eln phot ogra phis ches, aus elnem TrHger 9 elner 
Blldausblldungsschlcht auf dem Trfiger und elner Silberhalo- 
genldemulslonsschlcht auf der Blldausblldungsschlcht be- 
stehendea Material bellchtet wird, 

(2) das bellchtete Material unter Blldung elnes Sllberblldes 
entvlckelt vird, 

(3) das Sllberblld m it elner eln sechswertlges Chromium und 
eln Halogenlon enthaltenden GerbbleichlOsung behandelt vird, 

(4) elnheltllch die Emulsionsschicht an Llcht ausgesetzt und 
emeut die Emulsionsschicht unter Blldung von Sllber 1m be- 
llchteten und unbellchteten Berelch der Emulsionsschicht ent- 
vlckelt vird 9 

(5) d«r unbellchtete Berelch durch Xtzblelchung unter Frel- 
legung der darunter beflndllchen Blldausblldungsschlcht 
entfernt vird und 

(6) der frelgelegte Berelch der Blldausblldungsschlcht durch 
Oasplasmatttzung entfernt vird. 

15# Verfahren zur Ausbildung von Bildern, dadurch gekenn- 
zeichnet 9 daB 

(1) blldvelse eln photographieches, aus elnem Trfiger, elner 
Blldausblldungsschlcht auf dem TrMger und elner ungehttrteten 
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Oder geringiugig geharteten Sllb.rhalogenid.nul.ion.- 
schlcht .uf d.r Bildausbildungsscbicht be.teh.nd.. Ha- 

terlsl belichtet wlrd, ellk „ 

( 2 ) d.. belichtet. M.teri.1 unt.r Bildung .ine. Silber- 
Mlde. .ntwickelt und d.s Sllberbild zur Hartung de. 
Bildb.r.lch.. d.r Enulslonaachicht gerbg.bl.lcht wlrd, 

(3) die Emulslonsschicht mlt women Wa.ser b.l etwa 

40 bi» etwa 70, unter Bfctf.rnung de. K^™'"**" 
d.r amlaionsachicht und unter Freilegung d.r danger 
beflndllchen Blldausbildungaschicht behwidelt wlrd und 
(*)1.r ir.igelegt. Bereicb d.r Blld.usblldung.acblcht 
durch GasplesnaStzuhg .ntfernt wlrd. 

16 v.rfahren nech toapruch 15. daduroh g.kenn»lchnet, 
L Z Sig.r de. photographi.ch.n Material. 01aa. Qu.rz. 
Saphtr' L.tato«oS.n. K.ranlk.n. Ket.ll., Balbn.t.11. 
und Emailgut verwendet verden. 

17 v.riahren nach Anspruoh 15 od.r 16. dadurcb 8«*«»- . 
Jlcnnet daB al. Bildausbildungs.chlcht de. photographi.ch.n 
ZlT'*l. TL Schicht aus einen Metall. Hetelloxid. eine- 
Tlbletall Oder einer Konbinetlon Oder Cenisch hiervon ver- 
wendet wird. 

18. Verfahren nach in.pruch 15 bl. 17. dadurch gekenn-^ _ 
leichnet. dafl eine Bildausbildungs.chlcht nit einer Star*, 
von etw. 0.01 bia etwa 10/um verwendet wlrd. 

19 v.rfahren nach tospruch 15 bia 18. dadurch gekenn- 
Hlcnnet. daB Silberhalog.nidkBrner in d.r Silberhalogenld- 
^ulsionaschicht nit einer durch.chnittlichen KorngroB. 
von etwa 0,1 /urn Oder wenlger verwendet werden. 
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20. Verfahren nach Anspruch 15 bis 19, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB eine Silberhalogenidemulsionsschicht des 
photographischcn Materials mit einer Starke von etwa 
0,1 bis 10/um verwendet wird. 

21. Verfahren nach Anspruch 15 bis 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl als Bildausbildungsschicht eine Schicht 
aus Chrom oder Chromoxid verwendet wird und als Plasma- 
gas Tetrachlorkohlenstof f Oder ein Gemisch von Tetrachlor- 
kohlenstoff und Luft verwendet wird. 

22. Verfahren nach Anspruch 15 bis 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl als Bildausbildungsschicht eine Schicht aus 
Sllicium, Germanium oder einem Gemisch aus Silicium und 
Germanium verwendet wird .und als Plasmagas ein Fluorkohlen- 
stoffgas verwendet wird. 

23. Verfahren nach Anspruch 15 bis 22, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl nach der Stufe 4 zusStzlich eine Stufe zur 
Qitfernung der verbliebenen Emulsionsschicht durchgefuhrt 

wird. 

24. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Entfernung durch eine GasplasmaStzung unter Anwen- 
dung von Sauerstoff oder Luft durchgefuhrt wird. 

25. Verfahren nach Anspruch 15 bis 24, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Gerbbleichung in Stufe 2 unter Anwendung 
einer wMsssrigai sechswertige Chromionen und eine SSure ent- 
haltenden LBsung durchgefuhrt wird. 
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26. Verfahren zur Herstellung von Bild.rn. dadurch gekenn- 

STllu. ein photographi.ches, sue .ine. Trager emar 
BlLIusbildxmgsschicht auf dem Trager und alner ungehar- 
! i ^.r a^ringfUgig gehirteten Silberhalogenidemulsions- 
^LT^CS.?!""...*^ bestehendee H.t.ri.1 

^Ta'aaU^at. Materia! unter Bildung eines geharteten 
Silberbildes gerbentwiekelt wird. 

(,) dl. Enulsionsschicht mit warman Vassal- bai etwa *Obis 
7« untar ifctfernung das Nichtbildbereiches d.r EmuI- 
.^nsschicht und untar Frailagung dar darunterliegenden 
Blldausblldungssehlcht bahandelt wird und 

dar fraigalagta Baraich dar Bildausbildungsschicht dureh 

GasplesmaStzung entfernt vird. 

27 varfahren nach Anspruch 26, dadurch gakannzaichnet, 

f ; II- SLar das photographischen Materials Glas. Quarz. 
Z£. ^tstofxoll.n. Keraaiken. K. telle, H.lb.etalX. 
Oder Bnailgut verwendet warden. 

28 Verfahren nach Anspruch 26 Oder 27. dadurch gekenn- 
zelchnet d.B als Bildausbildungsschicht das photographischan 
Cartels aine Schicht aus Metall. Hatalloxid, einem Halb- 
H£S oder einer Kobination odar Oe-lschen hiarvon ver- 
wendet wird. 

29 verfahren nach Anspruch 26 bis 28. dadurch gekennzeichnat 
line Bildausblldungsschicht *it eJser Starke von etwa 

0,01 bis etwa 10/um verwendet wird. 
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30. Verfahren nach Anspruch 26 bis 29, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB SilberhalogenidkBrner in der Silberhalo- 
genidemulsionsschicht mit einer durchschnittlichen Korn- 
grBBe von etwa 0,1 yum oder weniger verwendet werden. 

31 . Verf ahren nach Anspruch 26 bis 30, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi eine Silberhalogenidemulsions schicht des 
photographischen Materials nit einer Starke von etwa 
0,1 bis etwa 10/um verwendet wird. 

32. Verf ahren nach Anspruch 26 bis 31 , dadurch gekenn- 
zelchnet, daB als Bildausbildungsschicht eine Schicht 
aus Chrom oder Chromoxid verwendet wird und als Plasma- 

• gas Tetrachlorkohlenstof f oder ein Gemisch von Tetra- 
chlorkohlenstoff und Luft verwendet wird. 

33. Verfahren nach Anspruch 26 bis 31, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als Bildausbildungsschicht eine Schicht 
aus Sjlicium, Germanium oder einem Gemisch von Silicium 
und Germanium verwendet wird und als Plasmagas ein Fluor- 
kohlenstoffgas verwendet wird. 

3*. Verfahren nach Anspruch 26 bis 33, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB nach der Stufe 4 eine zusfitzliche Stufe 
zur Entfernung der verbliebenen Emulsions schicht ange- 
schlossen wird. 

35. Verfahren nach Anspruch 34, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Entfernung durch eine Gasplasaafitzung unter An- 
wendung von Sauerstoff oder Luft durchgeftlhrt wird. 
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Verfahren zur Herat ellung von 
Bildem 



Die Erf indung betrifft ein Verfahren zur Herstel- 
lu ng von Bildem, inshesondere .ein Verfahren zur leich- 
ten Heretellung von Bildem, v,elche ^nneetahil und/oder 
cheaiach beetSndig und/oder dauerhaft sind. 

Gem&fl der Brfindung vird-ein Bildauabildungsverfah- 
ren unter Anvendung eines photographiaohen Materiale, *el- 
ches aua einen, Trager, einer darauf befindlichen Bildaue- 
bittingsschicht, beispielsweiee Chroa oder Cbromoxid, und 
einer Silberhalogenideaulsionsschicht suf der Bildaus- 
bildungsschicht besteht, angegeben, welches die bil.weise 
Belichtung des photographischen Materials, die ™^<*~ 
lung des belichteten Materiale unter Bildung eines Sil- 
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berbildes, die Behandlung des Materials mit einer Atz- 
bleichiasung zur Entfernung des Bildbereiches der Emul- 
sionsschicht und zur Freilegung der Bildausbildungs- 
achicht unterhalb der entfernten Emulsionsschicht und 
anschlieflende Entfernung des freigelegten Bereiches 
der Bildausbildungsschicht unter Anwendung eines Plasma- 
gasHtzverfahrens umfasst. Bei einer weiteren Ausflihrungs- 
form ist die Emulsionsschicht des photographischen Materials 
ungehartet Oder lediglich schwach geh&rtet und die Bild- 
ausbildungsschicht wird durch Abwaschen des Nichtbildbe- 
reiches der Emulsionsschicht mit warmen Wasser nach der 
Hartung des Bildbereiches unter Anwendung einer Gerbbleich- 
lBsung oder einer GerbentwicklerlBsung freigelegt. 

Die nach den tlblichen Verfahren durch bildweise Be- 
lichtung eines photographischen Materials aus einem 
Trfiger. beispielsweise einer Glasplatte, und einer darauf 
ausgebildeten Silberhalogenidemulsionsschicht und Entwick- 
lung des belichteten Materials mit anschlieBender Fixierung 
erhaltenen Silberbilder haben den Nachteil, daB sie eine 
niedrige WSrmestabilitat (bei 150 bis 200* wird der Binder 
aufgrund von thermischer Zersetzung verfKrbt) und eine 
niedrige chemische Bestandigkeit (beispielsweise wird 
das Silberbild beim Kontakt mit SSuren gelBst oder der 
Binder wird durch Alkalien gelSst) besitzen und die 
Emulsionsschicht mechanisch schwach und ftir SchSdigungen 
wfihrend der Handhabung anfallig 1st (d.h., die Silberbilder 
haben eine niedrige Dauerhaf tigkeit ) . 

Um diese Nachteile zu Uberwinden, wurde auf dem Ge- 
biet der mikroelektronischen Herstellung Zuflucht zur Pra- 
xis der Bildausbildung mit einem Material von hoher ther- 
mischer Stabilitfit, chemischer Bestandigkeit und Dauer- 
haftigkeit, beispielsweise Chrom, genommen. Beispiels- 
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eine veiterhin darauf bef indliche Photoviiderstands- 
schicht 12 und eine auf der O b ersei*e des Photowider- 
etandes liegende Silberhalogenideoulsionsschicht 13. 
Es ist angegeber., daB eine dauerhafte Maake erhalten 
warden kann, indeo zuerst- ein Silberbild durch bild- 
veise Belichtung, Entvicklung und Fixierung der Eaul- 
sionsschicht 13, anschlieflende Belichtung der Photo- 
viderstandsschicht 12 einheitlich ait Dltraviolett- 
etrahlen, Entferr,ung der Eoulsionsschicht , Entwick- 
lung der Photoviderstandsschicht , Itzung der Masken- 
schicht und schlieSlich Entfernung des Viderstandes 
hergestellt werden kann. Da jedoch die hydrophile 
Silberhalogenidenulsionsschictt auf eine oleophile 
PhoWderstandsschicht bei dieseo phot ogra phis chen 
Material aufgezogen ist, wird die Haftung zvrischen 
der Eoulsionsschicht 'and der Photowiderstandsschicht 
echlecht, wenn nicht auf dea Photoviiderstand eine 
hydronhile Unterttberzugsschicht ausgebildet ist. Die- 
ses photographische Material hat soait den llachteil, 
daB es aus zahlreichen Schichten aufgebaut warden nuB, 
sodafi die Kosten der Haterialien erhSht v,erden. Perner 
i8 t bei Amvendung dieses Materials das photographische 
Verfahren kotnpliziert . 

Palls die Silberhalogenidemulsion als Ersatz xUr 
den Photoviderstand verwendet v/erden kbnnte, vmrden . 
photographisches Material und Verfahren sehr einfach. 
TatsSchlich erlaubt die Etnulaionsschicht einen freien 
Durchgans Y/s\ssr:.ger Lbsungen und. kann keine Sperre 
gegentiber wSssrigen Xtzlbsungen v/erden. Jedoch vmrden 
einige Verfahren zur Erzielung einer Wirkung der Eoul- 
eionsschicht als Widerstand bereits friiher gefunden 
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Bntfernung der Eaulaionsschicht in einem das Silherbild 
tragenden Bereich oder in eineia das Silherbild nicht 
tragcnden Bereich unter Preilegung der unter diesem 
Bereich befindlichen Bildausbilduagaachicht und an- 
achliefiende Betendlung es freigelegten Bereiches der 
Bildausbildungsschicht aittels Ga splash at zung zur 
Entfemung derselben erreicht. 

In den beiliegenden Zeichnungen zeigt 
Pigur 1 ein photographisches Material zur Bildung eines 
Chrocfadennetzes getDaB de* Stand der Technik und 
die Figuren 2 his 6 seigen das photographische Material 
geoafl der Erf indung und die verschiedenen Stufen der 
Behandlung entsprechend dem erf indungsgemaBen Verfahren. 

Itn einzelnen ist Pigur 2 ein Schnitt eines photo- 
graphischen erf indungsgeaafl eingesetzten Materials, wo- 
hei die Bezugsziffer 20 den Trager, 21 die Bildausbil- 
dungsschicht und 22 eine Silberhalogenideiaulsionsschicht 
bezeichnen. Palls die Bildaushilaungsschicht 21 oleophil 
ist, kann eine hydrophile OhterUberzugsechicht zviscben 
der Bildaushilaungsschicht 21 und der Silberhalogenid- 
emulsionsschicht 22 ausgehildet werden. 

Der erfindungsgemaB eingesetzte Trager kann trans- 
parent oder nicht-transparent oder steif oder *le*ihel 
sein. Der hier ange^andte Ausdruck "transparenter Trager 
bezeichnet einen Trager, richer ein zum Durchlassen von 
nicht ^enieer als etva 50 vorzugsv,eise nicht weniger 
els 70 ^elektronagnetischer Wellen iia nahen Ultraviolett- 
lichthereich, beispiels^eise etv/a 2900 % his etua 4000 X, 
und in sichtharen Lichthereich heispielsv;eise etvra 4000 A 
bis etva 7500 I geeignetes Material unfasst. Spezifische 
Beispiele fur geeignete Trager sind Glas, Quarz, Saphir, 
Kunststoffolien.heispielsv/eise Polyathylenterephthala - , 



709829/09U 



270U58 



Polystyrol und Celluloses cetat, Keramiken, beispiels- 
W cise Aluminiunoxidkeramikgut und Titankeramikgut , Ketalle 
beispielsveise Nickel, Kobalt, Chrom, Titan, Hickel-Chrom- 
legierungen, Eisen-Hickellegierungen, Eisen-Ctoomlegierungen, 
Eisen-Kobaltlegierungen und Eisen-ITickel-Chromlegierungen, 
Halbmetallejbeispielsweise Silicic und Germanium, Hetalle 
oit eine Oxidiiberzug auf der Oberfiache^beispielsweise 
anodisch oxidiertes Aluminium, und Emailleware. 

Die erfindungsgemSB eingesetzte Bildousbildungsschicht 
kann durch Anhaften eines Bildausblldungsmaterials an dem 
TrSger unter Anwendung verschiedener Verfahren wie Vakuum- 
abscheidung, AufsprUhen, Ionenplattierung, Plasmaschweiflung, 
chemische Damofabscheidung (CVB) oder chemischer Plattierung 
ausgebildet werden. Brauchbare Bildausbildungsmaterialien 
umfassen beispielsweise Hetalloxide wie Chromoxid (Cr^), 
Eisenoxide (Fe 2 0 3 und Pe^), Eupfer-I-Oxide (Cu 2 0), Kupfer- 
II-Oxide (CuO), HickeO^oxid, Kobaltoxid, Kadmiumoxid, Titan- 
oxid, Tantaloxid und dgl., Hetalle vie Chrom, Aluminium,. 
Silber, Titan, Kobalt, Wolfram, Tellur, Gold, Platin, Iri- 
dium, Palladium, Rhodium, Holybden, Tantal, Eisen-Hickex- 
legierungen, Eisen-Chromlegierungen, Eisen-Kobaltlegierungen, 
Eisen-Hickel-Cnromlegierungen und dgl., Halbmetalle wis 
Silicium, Germanium und dgl., Halbmetalloxide viie Silicium- 
oxid (SiO), Germaniumoxid und dgl. und Eombinatlonen der- 
srtiger Haterialien wie Cr-Cr 2 0 3 , erhalten durch Ausbildung 
von Chronoxid auf der OberflSche von Chrom, Si-SiO, er- 
halten durch die Ausbildung von Siliciumdioxid auf der 
OberflSche von Silicium und Gemische von Silicium und 
Germanium. Palls Haterialien mit einem niedrigen Ausmafi 
der Hydrophilie vie Pe^, Si, Ge, Si0 2 , Ge-Si und dgl. 
als Bildausbildungsmaterial verwendet v/erden, wird ee 
bevorzugt, dafl ein Material mit einem hohen Ausmafl der 
Hydrophilie zu einer Starke von etwa 10 bis etwa 100 X 
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auf der Oberflache der Bildouabildungaachicht ahge- 

achieden wird. 

Die Starke der Bildauabildungaacbicht kann in 
Abhangigkeit von den gewttoachten Gebrauch variieren, 
liegt jedoch in allgeneinen zwiachen etwa 0,01 und 
etwa S/j^vorzugaweiae etwa 0,01 bis etwa 3 /uni/Stax- 
ker bevorzugt etwa 0,05 Die etwa 1 /an, an atarkaten 
bevorzugt etwa 0,05 bia 0,5/un. Venn die Schicht su 
dttnn iat, wird die Dicbte dea Bildea niedriger und 
wean die Schicht zu dick iat, ninnt die zun Atzen er- 

forderliche Zeit zu. 

Venn die Bildauabildungaacbicht ala optiache Haa- 
ke verwendet wird, liefert die Bildauabildungaachicbt 
einen Maakeneff ekt fur Ultraviolettlicht und/oder aicht- 
Darea Licht. In dieaen Pall iat die optiache tranaparente 
Dichte der Bildaw bildungaschicht grofler ala 1,0, vor- 
zugaweise 1,2, starker bevorzugt 1,5. 

Die auf die Bildauabildungaacbicht auf zusieheade 
Silberhalogenidenulaionaachicht kann aus Jeder bekannten 
Silberbabgenidenulaion beatehen, die durch Diapergierung 
eioea Silberhalogenidea in einen waaaerloslichen Binder 
erhalten wurde. Enulaionen von feinzertailten Teilchen 
werden beaondera bevorzugt. Beiapielaweiae werden die 
aogenannten "Lippnannenulaionen" von Silberhalogeniden 
mit einer durchachnittlichen Teilchengrofle von nicht 
B ehr ala etwa 0,1/un bevorzugt. Daa GewichtaverhSltnis 
yon Silberhalogenid su waaaerlbalicben Binder betrfigt 
allgenein etwa 1 :6 bia etwa 8 : 1 . Die Silberhalogenid- 
enulaion kann auf die Bildauabildungaachicht beiapiela- 
weiae unter Anwendung einea Drehiiberzugageratea, tJber- 
zugageratea und dgl. aufgezogen werden. 
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Geeignete Beiepiele fur verwendbare Silberhalogenide 
Bind Silberchlorid, Silberbroaid , Silberjodid, Silberchlor- 
broinid, Silberjjodbrooid, Silberehlorjodid und Silberchlor- 
jodbroiaid. 

Senaibiliaatoren, HartungeiDittel und Antiachleiermit- 
tel, wie sie in tihlichen photographiechen Etaulaionen ein- 
geaetzt werden, kbnnen zu der erfindungsgemafl verwendeten 
Silberhalogenideaulaion gewttnachtenfalla zugegeben vierden. 

Brauchbare vaeaerlBaliche Binder aind beiapielaweiae 
Gala tine, Albumin, Kaaein, Celluloaederivate, Agar, Hatrium- 
alginet, Kohlehydratderivate, Polyvinylalkohol, Polyvinyl- 
pyrrolidon und Polyacrylamid. Gewilnechtenfalla kann ein 
Gemiech von zv/ei Oder mehr vertraglichen Bindern einge- 
Betzt werden. 

Die Starke der Silberhalogenidenmleionaachicht nach 
der Trocknung liegt allgeraein zwiachen etva 0,1 und etwa 
lO^vorzugsv/eiae zwiachen etva 0,1 bia et*a 5 yuo, 
starker bevorzugt etwa 0,1 bia 2 yum. ' 

Eine erate AuaftthrungsforiD der Erfindung uofaaat die 
bildweiee Belichtung der Silberhalogenidenuleionaachicht, 
Entvicklung der Silberhogenideinuleioneecbicht, gegebenen- 
falla Pixierung dea entwickelten Bildee, Entfemung dea 
Silberbildbereichea der Silberhalogenideauleionsechicht 
nit einer Xtzbleichlbeung zur Preilegung der darunter be- 
f indliche, BildauabiB ungsschicht mit einer ittzbleichlo- 
fluag zur Preilegung der darunter befindlichen Bildauabil- 
dungeachicht uni enechlieflende Entfernung dea freigelegten 
Bereichea der Bildauabildungaachicht n.it eineta Gaaplaana. 

Die geeignete Belichtung der Silberhalogenidenulaion 
kann durch elektronagnetiache Strahlung, fur die die Silber- 
halogeaidlbeung eapfindlich iat, beiapielaweiae eichtbarea 
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Licht, ultraviolettea Licht, Elektronenatrahlen , RBnt- 
genatrahlen unci dgl. erfolgen. Bei cptiach aenaibiliaierten 
phot ographia chen lichtenpf indlichen Materialien 1st es 
gttnatig, ein licht hauptaSchlieh nit einer WellenlSnge 
entaprechend den WellenlSngenbereich, fur den Etnulaion 
optiach aenaibiliaiert wirde, ala Lichtquelle zur Be- 
lichtung der Emulaionaachicht zu uShlen. 

Die Auabildung einea Silberbildea in der Silber- 
halogenidenulaionaachicht kann unter Anwendung der ttb- 
lichen phot ographia chen Behandlungen, d.h. durch Ent- 
vicklungabehandlung der belichteten Emulaionaachicht 
und Fixierung.bewirkt verden. Die iiblichen phot ographia chen 
Behandlungen unfeaaen Belichtung, Bntwicklung, Fixierung 
und dgl. und kSnnen in Rahaen der Erfindung angewandt wer- 
den und aind in Techniquea of Ilicrophotography Kodak Data 
Book, P-52 (Eaatoan Kodak Co., Rocheater, N.Y. , 1970) be- 
achrieben. 

Die zur Bildung einea Silberbildea bei der eraten 
Auaftihrungaform der Erfindung eingeaetzten Entvrickler- 
18sung kann eine beliebige auf den Fechgebiet bekannte 
Entwicklerlbaung aein und uofaaat beiapielav/eiae Hydro- 
chinon, Pyrogallol, l-Fhenyl-3-pyrazolidon,p-Aiainophenol 

und Aa cor bin a Sure. 

Gewunachtenfalla iat ea aSglich, bekannte Verbindungen 
Oder Komponenten, beiapiela**eige alkalieche Mittel Beiapiela- 
weise Natriuahydroxid oder Natriurakarbonat, pH-Einstellunga- 
mittel oder Puffer beiapielsweiae EaaigaSure oder BoreSure, 
Antiachleiernittel, beiapielaweiae Kaliunbromid, oder Kon- 
aervierungaoittel.beiapielaveiae llatriumaulf id ; zu der Ent- 

wicklerlb'aung zuzuaetzen. 

Andereraeita kann da a Fixierungamittel fiir daa Sil- 
berhalogesid aus beiiebigen LSaungamitteln fur Silberha- 
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logenidjbeispielBweiae Hatriunthiosulfat Oder Natriun- 
thiocyanat, wie sie auf den Fachgebiet allgenein be^ 
kannt sind, beatehen. Sie das Fixierungenittel enthal- 
tende Looting kann gewiinschtenfalls auch ein Konser- 
vierunganittel, beispielsweise Hatriunsulf id, einen 
pH-Puffer/beiapielsweiae Borsaure, ein pH-Einstellungs- 
nittel/beispielsweiae Eseigsaure, oder ein Chela tmittel 
und dgl. entbalten. 

Es wird aomit in der Silberhalogenidenulaiona- 
achicht nnter Anvendung bekannter Methoden ein Silber- 
bild ausgebildet. In nichtbelichteten Bereich verbleibt 
das Silberhalogenid oder es wird fixiert und entfemt. 
Flgur 3 der beiliegenden Zeichxmsgen zeigt ein photo- 
graphiscbes Material, worin ein Silberbild 30 la be- 
lichteten Bereich ausgebildet ist. In uhbelichteten 
Bereioh der Ecmlsionsachicht 31 kann daa Silberhalogenid 
▼erbleiben oder kann durch Fixierung entfemt werden. 

Die Silberhalogenid emuls ions schicht wird dann nit 
irgendeiner bekannten XtzbleichlBsung zur Entfernung der 
das Silberbild tragenden Telle der Silberhalogenidemulsions 
schicht behandelt und, vie in Flgur 4 ge zeigt, vird die 
bildblldende Schicht unterhalb des . ailberbildtragenden 
Telles 30 freigelegt, vie nit 40 bezeichnet ist. Die 
Xtzbleichung ist die Erscheinung, wobel, falls eine ein 
Silberbild tragende Silberhalogenidemulsionsschicht nit 
elner XtzbleichlBsung behandelt wird, der ellberbildtra- 
gende Tell der Emuls ions schicht weggeHtzt wird. 

Santliche bekannten XtzblelchlSsungen kSnnen zu 
dlesen Zweck verwendet werden. Belspielswelse kdnnen die 
In TAGA Proceedings, Seite 1 bis 11, 1967 und PSA Technical 
Quarterly, Nov. 1955, Seite 130 bis 13* beschriebenen Xtz- 
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UeioblQBUBgea eingesetzt verder.. Spezifische Beispiele 
utDfaeaen eine Kupfer-II-Chlorid , ZLtionena&ure und Waeeer- 
stoffperoxid enthaltende vaaerige LBaung, eine Kupfer- 
nitrat, Kaliuobromid, MilchaSure und Weaeeratoffperoxid 
enthaltende vttaarige L8aiing, eine Biaen-III-nitrat, Ka- 
liumbroinid, MllchaSure und Waaeeratoffperoxid enthaltende 
vfiaarige Lb'eung, eine Biaen-III-nitrat, laliumbromid und 
Milchaaure enthaltende vaaarige LBaung und eine Zinn-IY- 
chlorid und Kaliumbromid enthaltende vaaarige LBaung. 

Die Xtzbleichung kann bei etva 15 Die etva 60C 
vorzugeveiae 20 Die 50C vahrend etva 20 S e kunden bis 
etva 10 Minuten vorzugaveiae vahrend 30 Sekunden bis 
5 Minuten durchgeftthrt verden. 

Daa phot ographie cbe Material, deaBen silberbild- 
tragender Teil der Emulaionaschicht entfemt vurde und 
deaaen darunterliegende Bildauabildungaachicht frei- 
gelegt iat, vie bei 40 gezeigt, vird dann mit einein 
Gaaplaama behandelt, vodurch die unabgedeckte Bildaue- 
bildungaacbicht aelektiv entfemt vird, vie in Figur 5 
gezeigt. D e r unbelichtete Bereich 31 der Emulaionaachicht 
nimmt in der Starke auf grand der Plaainabebandlung ab, ver- 
bleibt jedoch tiblicherveiee, ohne daB er vollatandig ent- 
femt vird. ^ 
Die Oaaplaaoaatzung kann unter Bedingungen einer 
Abgabe ron etva 10 hie etva 1000 Watt, einee Gaadruckes 
von etva 10" 3 bie etva 5 Torr, einer itzzeit von etva 
1 bie etva 100 Minuten und einer Tenperatur in Bereich 
von Raumtetnperatur, beiepielaveiae etva 15 his 3CRC, 
bis zu etva 60CPC durchgefUhrt verden. 

Daa als Gaaplaama vervendete Gas vird in geeig- 
neter Weiee entsprechend dem Material der Bildauabildungs 
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echicht gewShlt. Die PlaamaStzung kann mit beliebigen 
Gaaen auegeftthrt werden. Gaee, welche jedoch die Emul- 
eioneacbicht an den Bildbereichen langaam entfernen und 
die Bildauebildungsschicht raach entfernen, warden be- 
*>rzugt. Bin halogenhaltigea Gaa let ala Plaamagae ge- 
eignet. Cblor und Fluor enthaltende Gaee, beiapielaweiae 
Tetrachlorkohlenatoff, Kohlenatofftetrafluorid, Preon 
(Varenbezeichnung, beiapielaweiae CHC1P-, CC1 0 F 0 und 
CC1 2 P-CC1P 2 und dgl.), Gemiache von Kohl enetometra- 
fluorid und luft und Gemischevon Preon und Luft und dgl, 
werden ala Gaeplaema bevorzugt. Wenn beiapielaweiae die 
Bildauebildungeachicht aua Chrom oder Chromoxid beateht, 
konnen Tetrachlorkohlenatoff und ein Geagemisdi aua Te- 
trachlorkohlenatoff und Luft mit guten Ergebnieaen ein- 
geeetzt werden. Andererseita werden Pluorkohlenatoffgase 
beiapielaweiae CP 4 und CC1 2 P 2 ,bevorzugt, wenn die Bild- ' 
auebildungeechicht aua Silicium, Germanium oder aua einem 
Gemisch aua Siliciutn und Germanium aufgebaut iet. Andere 
bekannte Gase konnen gleichfalla verwendet werden. 

Be iat gut bekannt, daB Materialien durch ein Gaa- 
plaama entfemt werden konnen (geStzt werden). Dies ist 
beiapielaweiae in'Automatic Plaama Machinea for Stripping 
Photoreeiatay Richard L. Serein, Solid State Technology, 
Juni 1970, Band 13 (6), Seite 39 Mb 45 und -A Plaama 
Oxidation Proceee for Removing Photoreaiet Films", Stephen • 
M. Irving, Solid State Technology, Juni 1971, Band 14 (6), - 
Seite 47 Ma 51 ,beschrieben. Die Entfernung e in ee Materials 
unter Anwendung einea Gaaplaamaa diirftc aich aufgrund der 
zweifachen Tatsache ergeben, daB aich die durch daa Gaa- 
plaama erzeugten Radikale mit dem Material unter Ver- 
gaaung vereinigen und die Ionen im Gaaplaama mit dem 
Material zueammenetoflen, urn es abzuatoflen (aogenanntes 
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Verapritsan). Wen, dar nruc* daa Gasaa hocu irfg* 
Ipiaia-elaa at*. 0,01 bis et«a 1 Torr) lat die ^ergi. 
d!r Ba«agnng dar Ionan garing und dar SprUhaf f eW 1st 
Sai^aS earing. In diese» Pall d«r«a «• *«~ ^ 
'ung daa Matariala prioar aufgrurd dar ebamiacb.n E«««. 
Tea L»M„atlo n dar Badifcale .it daa Matarial auftra- 

tM ' .ana dia balicbteta BildausbildnngsachicM dure* 
d aa Gaaplaaaa entxer.* wurda, vird dia 
.^..oMabt 31 antxar-t, wie £ t^ung 
Eoulaionaacnicbt kam. in gleicher VeiB * 
ZZs Gaaplaa^aa odar unter tawandurg ain.r Eatfarming.- 
^ iXlt eatferat verde*. Palis aia unter Anv.ndung 
eLe Gaeplaa-aa eatxerut.vird. „ird * 
1 lg ea Gee »ia Saueretoff, Ge-ieche vou Saueretofx und 
wt Geuiache too Saueretoxl und veiterer G e ee D und 
£f 'ale Geettaterial bevorsugt. Palla aina Entxex^ge- 
nueeig'elt verweadet wird, *anu dieaa aua eiuer W a«ri- 
"r^auBg einer Saure, ainaa Alkalia odar einee Salae. 

srr:dr^^^ 

^pocblorit urd dgl. ^-"JS^-™* 

Bin beaouders tiberlegenes Beispiel dieeer 
f or» beetebt darin, daB ain Sllberbild durch 
BaUontung und BDtv.icklurg (obne Pixlaraag) gebildet «ird, 
Ts Silberbild ainar Gerbbleichung uBt.r Bandung eines 
a caster^ » Carotene und ainar Helogeu enthalta D de= 
B^xcbxaeuug unteraogeu wird, dam. dia Baxleioueecbicbt 
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einheitlichem Licht eusgeaetzt vird und erneut unter 
Blldung von Silber an den belichteten und nicht be- 
lichteten Bereich.es entvlckelt wird, vorauf dans die 
Silberhalogenidenulaionaachicht zur Entferaung des 
unbelichteten Bereichee der Eaulalonsachicht einer 
ItzbleichbehaDdlung unterzogen vird, vShrend die - 
belichteten Bereiche der Emuleionaschicht belaeeen 
verden, eodafi die Bildauabildungaechicht unterhalb 
der entferoten unbelichteten- Bereiche- freigelegt 
vird und anechlieBend, vie vorstehend geschild^tT^deF — " J 
unbedeckte Bereich der Bildauabildungsschicht mit einem 
Oasplaeoa entfemt vird und gegebenenfalle die verblie- 
bene Sllberhalogenldemuleionsechicht entfemt vird. 

In dies em Beiapiel ist die negative und positive 
Beziehunglm Gegensatz zu denjenigen im voratehend be- 
schriebenen Fall. Daa auagezeichnete Merkaal in dieeem 
Beiapiel liegt darin, dafi nach dieeem Verfahren das 
photographlsche Material eine sehr hohe AuflSaung zeigt. 
ttblicherveise ist, falls ein Relief aus einer Silber- 
helogenidemuleionsachicht durch eine itzbleichung ge- 
bildet vird, die AuflSsung etva 5 bis 10/um, vShrend 
nach dieeem Verfahren Linien mit 1 bis 2yum aufgelBst 
verden kBnnen. Bieaer Effekt kann unter Anvendung einer 
BleichlBsung eraielt verden, die Halogen zueStzlich zum 
sechsvertigen Chromion enthSlt, beiapielsveise Kalitun- 
bichromat und SalzsSure, und kann nicht durch eine 
BleichltJeung erzielt verden, die aus einer vfiasrigen 
LBsung von Kaliumbi chroma t und Schvefelafiure besteht, 
vie sie ttblicherveise zur TTmkehrentvicklung oder Gerb- 
bleichung angewandt verden. Die gegebenenfalle bei die- 
ser Aus ftlhrunga form eingeeetzte Grundierschicht ist eine 
Schicht, velche innig eovohl an der Bildauebildungsschicht 
ale such der Silberhslogenidemulsionsschicht anhaftet. 
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Die Grundierachicbt entbSlt ein bydrophiles Polymerea. 
Beisplele fur geeignete Materialien fur die Grundier- 
echicbt Bind Gelatine, Albumin, Kaaein, Celluloaederivate, 
Stftrkederivate, Natriumalginat, Poly vinylpyrrolidon , Acryl- 
e&urecopolymere und Polyacrylamid. Giinetigerveiae iat die 
StSrke der Grundierecbicbt ao gering vie moglicb und Ble 
betr&gt in. allgeaeinen etva 0,01 Die etva 5 /um ^orzuga- 

veiae 0,05 bia 0,3/um. 

Nacb einer zieiten Auafubrungsform der Erfindung vira 
eine ungebiirtete Oder geringfttgig gehfirtete Silberbalogenid- 
enmlaionaachicbt, d.b. eine, die aicn mit varmen Waeser be! 
60C lbat, jedocb nicbt bei 40C, bildveise belicbtet und in 
der gleichen Weiae vie bei der ersten AuBfubrungaform ent- 
vickelt und gegebenenfalla auch fixiert. Dann vird da a 
Silberbild einer Gerbbleichung nit einer Gerbbleicb- 
lbBung zur HSrtung dea eilberbildtragenden Teilea der 
SilberbalogenidemulBionsscbicht unterzogen und dann vird 
der Nichtbildbereich der Silberbalogenidemulsionsachicbt 
mit varmen Waaser zur Preilegung der Bildauebildungsacbicbt 
unterhalb dea Nichtbildbereichea abgevaecben. Die nicbt 
gegerbten Gelatine-tlberzugabinderbereicbe kBnnen unter 
Anvendung von varmen Weaaer bei einer Temperatur von etva 
40 bia etva 70C, vorzugeveiae 45 bia 60>C, abgevaacben verden. 
Wenn die Temperatur dea zur W&acbe vervendeten Waaaera 
niedriger ala etva 4CPC iat, vird der nicbt gegerbte gelatine- 
baltige Binder praktiacb nicbt gelBat, vSbrend, falla die 
Temperatur bSber ala 70C iat, die MBglicbkeit eintritt, 
dafi der gegerb*e gelatinenaltige Binder gel8at vird. An- 
Bcbliefiend vird in der gleicben Weiae vie bei der eraten 
AuafubrungBform der nicbt abgedeckte Bereicb der Bild- 
auBbildungascbicbt durcb ein Gaeplaama entfernt und er- 
forderlicbenfalla vird die verbliebene Silberbalogenid- 
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taagaadaa ^l^t *■ ""°aa M1 d- 

geblaloht wird a, a. v dae '""WMU 

i» war.., flT? -1* 

Wen frelge C tet~r ^ W * tblM - 
aatsuagaa «r OermeiLa 6 ;^^ £ *~»" 
•e la P. Glafkldea Ph„+„ f *aiapielawei- 
Wt, 666 - eeTTpo^!^" 0 to"***. Band 8 . 
•chrl.baa. ? * P0<a,talD *«aoa. (1958) b,I 

^logaaide^ulaioaaacMchf ^ST* S11 " 
•laar G er ba»tvl ck iuag sua m,! ! ! " belloht «* «M 

vlrd der BichtbUdoere^h T ""tarworfea. B8 B0 

warden Waaaar sua P^Uel! ''^"^"caicht Bi t 
»»tarbalb daa HichtMld^fcw 1 f te » Ml *-«*l« rt 
gegarbtaa 0.1atiae-tl h «™! t ° hee a **™°<*e». Wa aloat 

-waadaag voa J^STS'S^T — 
etwa 40 bis etwa 7or ^v, r Tem P e ratur von 

vaacnaa vax^PaU. ZlXZ^ ^ 6< *> ee68 - 
waadataa Waaaara aladrlgar aT " ™- 
»icht gagarbt. galati^tiga £LT w' 
«al«at, wahread, falls di. * Prattiscb. olcht 

Biadar geloat wiad. ^ul^'^T*' ^atlaanaltlga 
aratea Aaafiihruagaforu de r allht t ' r ' MU Wl * 091 der 
BlldauabUduagaachicht £ 8b ^«"e Baratcb dar 

gewttaaobteafalls wird di. „ !f! "^plasma eatfernt uad 

eioaaachicht aatfarat. m/E^*!"! Silherhal ^r,iiema. 

Wa Gerbentwlckluag" l st elne ^ 
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acheinung, wobei der Binder des Bildauabildungabereichea 
Dei der Entwicklung gehartet wird una iet beiapielaweiee 
in P. Glafkidea, Photographic Chenietry, a.o. Band 2, 
Seite 665 - 666 beachrieben. Die in dieaer Literatur- 
stelle angegebenen Gerbentwicklerlbaungen und weitere 
bekannte Gerbentwicklerlbaungen kbnnen bei dieaer Aua- 
fUhrungaforxa eingeaetzt werden. 

Geeignete Bleichlbaungen, die bei den vorateheni en 
Stufen verwendet werden kbnnen, umfaaaen eine wSasrige 
LSaung eines Gemiachea einer Chromverbindung, die aechs- 
wertigea Chromion enthSlt beiapielaweiee Natriumdichromat, 
Kaliumdichroinat, Ammon iumdi chroma t, Natriumchromat, Kalium- 
chromat, Ammoniumchromat und dgl., und ein Halogen, beiapiela 
weiae NaCl, XC1, NaBr, KBr, HC1 und dgl. Ferner kann ge- 
vunBchtenfalla eine SSure zum Beiapiel.Schwefelaaure oder 
EeaigaSure und dgl.,zu den Lbaungen zugeaetzt werden. Die 
geeignete Konzentration an aechawertigen Chromionen kann 
im Bereich von etwa 0,5 g/l bia zur sattigung der LSaung, 
vorzugaweiae 5 bia 100 g/l liegen. Die geeignete saure- 
konzentration liegt im Bereich von etwa 0,1 bia 200 mlAy 
vorzugaweiae 0,25 bia 10 ml/l fur HgSO^ mit 98 Gew.-*, 
HC1 mit 35 Gew.-$£ und HNOj mit 70 Gew.-# und dgl. und 
die geeignete Halogenkonzentration liegt in Bereich von 
etwa 1 gA Mb zur sattigung der Lbsung, vorzugaweiae 
5 gA bia zur sattigung der L 8 aung. Die geeignete Tempe- 
ratur zur Bleichung kann im Bereich von etwa 10 bia 60C 
vorzugaweiae 15 bia 40S wahrend etwa 10 Sekunden bis 
etwa 10 Minuten betragen. 

Die Ublicherweise angewandten Bedingungen hinsicht- 
lich der Konzentration der Gerbentwicklerlbaung und die 
Behandlungaparaneter wie Temperatur und Zeit der voratehend 
angewandten Gerbentwicklung kbnnen im Rahmen der Erfindung 
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engewandt werden, wozu auf C.E.K. Meea & T.H. James 9 
The Theory of the Photographic Proceae, 3* Auflage, 
Selte 304 hia 306 9 The Macmillan Company, New York 
(1967) verwieaen wird. 

Die folgenden Beispiele dienen zur we iter en 
ErlSuterung der Erfindung. Palls nichte anderes ange- 
geben 1st, sind aamtliche Telle, ProzentsStze, Ver- 
hatnisse und dgl. auf das Gewicht bezogen* 

Beieniel 1 

TJnter Anwendung von 50 g Gelatine und 188 g Silberbromid 
vurden 1400 ml einer Silberbromid emulsion hergeetellt 
(das Silberbromid hatte eine durchschnittliche Te lichen- 
grBfie von etwa 0 9 06^um) Die Emulsion wurde phyeikalisch 
gereift, chemisch durch Zuaatz von Natriumthio sulfa t und 
Chlorgold-III-saure gereift und auf 510 nm bis 560 nm durch 
Zuaatz von 0,15 g 5-[2-(3-Hethylthiazolinyliden)athyllden]«- 
3-carboxymethylrhodanin sensibilisiert. Dann wurde die 
Emulsion auf die Chroma chicht einer Natronkalkglaaplatte 
mit darauf im Vakuum zu einer Starke von etwa 0,1 ^um ab- 
geschledenen Chroma so aufgezogen, daS nach der Trock- , 
nung die Starke der Silberhalogenidemulsionss chicht etwa 
2 yJum betrug. Das erhaltene photographieche Material wur- 
de bildwe is e an Llcht bus einer Wolframletope durch elnen 
grftnen Filter (Kodak Wratten Nr. 58B) wShrend 3 Sekunden 
ausgesetzt und mit einer En twicklerlBsung der folgenden 
Zusammenaetzung bei 2^C wfihrend 5 Minutsn zur Bilduag 
dines Silberbildes entwickelt. 

BntwlcklerlSsung 

1-Fhenyl-3-pyrazolidon 0,5 g 
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Natriumsulfit 50 8 

Hydrochinon 12 g 

Natriumcarbonat (Monohydrat) 60 g 

Kaliumbromid 2 g 

Benzotriazol °' 2g 

1 -Phenyl-5-mercaptotetrazol 5 mg 
Phenazin-2-carbonsaure 1 g 
Wasser zu 1 1 

Das entwickelte Material wurde vHhrend 30 Sekunden to 
eine vassrige 1,5#ige EssigsaurelBsung zum Abbruch der 
Entwicklung eingetaucht und mit Wasser wfihrend 1 Minute 
gewascben. Der Silberbildbereich vurde dann mit .etoer 
Xtzbleichlosung der folgenden Zusammensetzung vahrend 

2 Mtouten bei 20C zur Freilegung der Chromschicht unter- 
halb des Silberbildbereiches fitzgebleicht. 

Ktzble ichlBsung 

(1) LBsung A 

Kupfer-II-Chlorid 10 « 

Zitronensaure 10 :g 

Wasser zu 11 

(2) LBsung B 

JJ&ge wassrige WasserstoffperoxidlOsung 

Vor dem Gebrauch wurden 1 Volumenteil der LSsung A 
mit 1 Volumenteil der LBsung B vermischt. 

Das behandelte photograph! sche Material wurde mit 
Wasser wShrend ? Minuten gewaschen und getrocknet. 

Dann vurde das photographische Material to eine Plasma 
atzvorrichtung (Modell PLASMOD II, Produkf der Tegal Cor- 
poration) zur DurchfUhrung etoer Plasmafitzung der unab- 
gedeckten Chromschicht eingebracht. 
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Pla gma gt zbed lnqrai flen 



^^ucnz 13f56 mz 

Hochfrequenzabgabe 50 w 

Cafl Gcmisch aus mit Tetrachlor- 

kohlenstoff gesSttigter Luft 
Gasdruck etwa 0,1 Torr 

5 Mlnuten 

Das Aussehen des Nichtblldberelches der Emulsiona- .... 
achicht wurde kaum geMndert. 

Der Nichtbildbereich der Emulsionsschicht wurde wHhrend 
2 Mlnuten In eine Xtzlosung aus Natriumhypochlorlt mit einer 
Xonzentration von etwa 1 % zur Entfernung eingetaucht, wo- 
rauf nit Wasser gewaschen und getrocknet wurde, sodaB eine 
Chrommaske gebildet wurde. 

Die dabei erhaltene Chrommaske 18ste minimale Linien- 
breiten von etwa 12yum auf. 

Beisplel 2 

Nach der Jitzbleichungsstufe von Beispiel 1 wurde das 
Silberhalogenid in dem Nichtbildbereich durch Auflosung 
mit einem Fixierbad der folgenden Zusammensetzung ent- 
fernt. 

Zusammens et2ung der FixierlSsune; 

Ammoniumthiosulfat (70#ige wSssrige LBsung) 200 ml 
Natriumsulfit (wasserirei) 15 g 

BorsHure 
Eisessig 
Aluminlumsulfat 

SchwefelsSure (98%) 2 riL 

Yasser zu 



2 g 
16 ml 
10 g 



1 1 
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Nach der Wasche mit Wasser und Trocknung wurde 
das photographische Material unter den gleichen Be- 
dingungen vie in Beispiel 1 plasmageatzt und dann wurde 
der Nichtbildbereich der Emulsionsschicht mit einem Sauer- 
a toff plasma ( 0 2 : 1 0096 ) entf ernt . 

Sfluerstoffplasmab edlngungen 

Frequenz 13,56 MHz 

Hochfrequenzabgabe 50 w 

Gasdruck etwa 0,1 Torr 

Entfemungszeit 15 Minuten 

Die dabei erhaltene Chrommaske hatte die gleiche 
Gualltat wie die in Beispiel 1 erhaltene. 



Ttelsplel 3 

Das gleiche Verfahren wie in Beispiel 1 wurde 
ausgefUhrt, wobei Jedoch eine Siliciumschicht mit einer 
Stfirke von etwa 0,1 /urn anstelle der Chromschicht einge- 
setzt wurde und die PlasmaStzung unter den folgenden Be- 
dingungen ausgefUhrt wurde. 

Pi a sma St zbed ingungen 

— Freon 12 (CC1 2 F 2 ) 

Gasdruck etwa 0,1 Torr 

Frequenz 13.56 MHz 

Hochfrequenzabgabe etwa AO w 

Xtzzeit 6 Minuten 

Die dabei erhaltene . Siliciummaske loste minimale 
Linienbreiten von etwa 12/um auf. 
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Bel spiel 4 

Nach der Entvicklung gemaB dem Verfahren von 
Beisplel 1 vurde das photographische Material mit elner 
BlelchlBsung der folgenden Zusammensetzung bel 2CK 
vahrend 1 Minute geblelcht. 



gjlelchlSsung 

Kallumblchromat 10 g 

SalzsHure (36#ige vfissrige LBsung) 10 ml 

Vasser zu 11 



Nach der WSsche mit Wasser vurde das Material 
elnheltlich vahrend 10 Sekunden an Llcht aus elner 
Wolframlampe (8000 Lux) ausgesetzt und dann mit dem 
glelchen Entvickler, vie In Beisplel 1 , bel 24«C vahrend 
3 Mlnuten entwlckelt. 

Anschliefiend vurde das entvlckelte Material In 
der glelchen Velse vie in Beisplel 1 zur Bildung elner 
Chrommaske behandelt. 

Die dabel erhaltene Chrommaske 16ste eine minimale 
Llnlenbreite von 6 yum auf . 

Beisplel 5 

Nach der bildveisen Belichtung entsprechend dem 
Verfahren von Beisplel 1 vurde das photographische Ma- 
terial mit elner GerbentvicklerlBsung der folgenden Zu- 
sammensetzung bel 20C vfihrend 2 Mlnuten entvickelt. 



OerbentvlcklerlBsunfl 

Pyrogallol 8 g 

Natriumhydroxid 3 g 

Ammoniumchlorid 1 v 5 g 

Kallumbromld 1 f 5 g 

ZltronensMure o,2 g 

Vasser zu -j ^ 
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Das entwickelte Material wurde mit Wasscr wShrend 
30 Sekunden gewaschen und mit etwa 1 Mol/l Hypochlorit 
lediglich wMhrend 2 Minuten fixiert. Dann wurde der 
Nichtbildbereich der Emulsionsschicht mit warmen Wasser 
bei 6CC abgewaschen. Das photographische Material wurde 
dann wShrend 30 Sekundfen in eine wSssrige Formaldehyd- 
losung mit einer Konzentration von etwa 3 # eingetaucht 
und dann getrocknet. 

AnschlieBend wurde das photographische Material in 
der gleichen Weise wie in Beispiel 1 behandelt, sodafl 
eine Chrommaske erhalten wurde. Die dabei erhaltene Maske 
lbste Linien mit 15 bis 20/um Breite auf. 

Bel spiel 6 

Nach der Bleichung beim Verfahren von Beispiel 4 
wurde das photographische Material in der gleichen Weise 
vie in Beispiel 5 fixiert. Dann wurde der Nichtbildbe- 
reich der Emulsionsschicht mit warmen Wasser bei etwa 

abgewaschen und dann wurde das Material getrocknet. 
AnschlieBend wurde das photographische Material in 
der gleichen Weise wie in Beispiel 1 zur Bildung einer 
Chrommaske behandelt. Die erhaltene Chrommaske lBste 
Linien mit 15 bis 20/um Breite auf. 
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Beispiel 7 

Das gleiche Verfahren wie in Beispiel 5 wurde 
wiederholt, wobei Jedoch die Trockenstfirke der Silber- 
halogenidemulsionsschicht 2u einer Stfirke von etwa 
0,5yum gefindert wurde. Die erhaltene Chrommaske 15ste 
Llnien mit 2 bis 3 yum Breite auf. 

Beispiel 8 

Das gleiche Verfahren wie in Beispiel 6 vurde 
vlederholt, wobei Jedoch die Trockenstfirke den Silber- 
halogenldemulslonsschicht zu einer Starke von etwa 
0,5 yum gefindert wurde. Die erhaltene Chrommaske lb*ste 
Llnien mit 2 bis 3 yum Breite auf. 

Beispiel 9 

Das gleiche Verfahren wie in Beispiel A wurde 
durchgefUhrt, wobei Jedoch die Trockenstfirke der Silber- 
halogenidemulslonsschicht zu einer Starke von etwa 
0,4 yum gefindert wurde. Die erhaltene Chrommaske ltJste 
Llnien mit 1 bis 2 yum Breite auf. 

Beispiel 10 

Das gleiche Verfahren wie in Belsplel 1 wurde 
durchgefUhrt, wobei Jedoch das gleiche photographische 
Material wie in Beispiel 1 verwendet wurde, mit der Aus- 
nahme, dafi ein Aluminiumoxid-Keramiktrfiger anstelle des 
Glastrfigers verwendet wurde. Ein permanent stabiles 
und dauerhaftes Muster aus Chrom wurde erhalten. 

Die Erfindung wurde vorstehend anhand spezleller 
AusfUhrungsformen beschrleben, ohne dafi die Erfindung 
hlerauf begrenzt 1st. 
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